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反渗䘿膜污染物以及它们从nanoRo反渗䘿复合聚酰胺膜元件的移除 

↔文件提供在运行中影响复合聚酰胺膜元件性能的污染物的清除方法信息Ǆ↔信息适用于反

渗䘿膜原件2.5ረ，4.0ረ和8.0ረǄ 

注意: 在任何情况л复合聚酰胺反渗䘿膜元件都нᓄ暴露在ᴹ机溶液和石油产品中Ǆ任何䘉样的接

触都会䙐成䈕膜元件н可逆转的损害Ǆᴹ必要ሩ管道和设备进行彻ᓅ的消毒，准备清洁液体和必须

存储的液体Ǆ必须确保没ᴹ氯的存在，甚㠣是提供给反渗䘿膜原件本身的原水Ǆ在ሩ氯的存在存ᴹ

疑问的情况л，必须进行化学测试Ǆᴹ必要用ӊ硫酸氢䫐中和↻余的氯，确保在适当的接触时间内

完成脱氯Ǆ 

注意:  建议在保修期内，进行所ᴹ的反渗䘿膜操作的过程中和«РМ Nаnотех»公ਨ的ᢰ术专家共同

进行Ǆ如ᴹ必要，«РМ Nаnотех»公ਨ的ᢰ术专家可以留在设备原地协ࣙ进行膜元件的清洁工作Ǆ

请联系«РМ Nаnотех»公ਨ的ᢰ术中心咨询相关服࣑收费Ǆ 

注意:在清洁溶液中要ቭ䟿避免使用䱣离子表面活性剂，否则可能ሬ㠤膜元件性能н可逆的降低Ǆ 

1. 膜元件的污染物. 

随着时间᧘移，反渗䘿膜元件的↓常工作可能ਇ存在于原水中的一Ӌ悬浮污染物活微溶性物

质影响Ǆ最常见的是碳酸钙，硫酸钙，金属氧化物，二氧化硅，ᴹ机或生物沉淀物等膜元件表面沉

积物Ǆ 

膜元件ⴀ沉积的䙏度和性能ਆ决于原水的状况Ǆⴀ沉积---䘉是䙀↕产生的，如果н在早期得

到᧗制，将会在短时间内影响反渗䘿膜的性能Ǆ 

ሩ整个装置定期的ⴁ᧗检测是查明膜污染物的必要措施Ǆ污染物ሩ膜性能的影响是䙀↕显⧠

的，随着污染周期的ਈ化而ਈ化Ǆ在表1中指出了污染物ሩ膜操作性能的影响Ǆ 

2. 污染物的去除. 

污染物的去除借ࣙ于清洁和漂洗，或者操作条件的ਈ化Ǆ通常情况л，清除污染物ᓄ在л列

条件л进行: 

• 标准化˄校↓到 25°C，见文件 BT0-101˅滤液流䟿相比↓常气压计算л߿少 15%. 

• 滤液的↓常ሬ电系数增࣐ 15%˄↓常ⴀ通过增࣐ 15%˅ 

• 在水耗和 CIF增࣐ 15%的情况л将反渗䘿装置的↓常压力降低 

超过к述指定参数可能会成为质保失效的原因. 

л面是常见污染物和去除它们的方法和说明˄表1˅. 

2.1. 碳酸钙的沉积. 

碳酸钙的沉积可以由任何在系统原水中н↓确输入阻化剂或者酸䙐成Ǆ或者检测pH值，䙐成

原水中pH值过高Ǆ在早期阶段的碳酸钙沉积检测是非常䟽要的，以䱢→可能会发生的膜的活性层晶

体所ਇ的损害Ǆ早期的碳酸钙沉积物可通过将pH㠣在1㠣2个小时内降㠣3.0~5.0来去除Ǆ再度累积

的碳酸钙沉淀物可通过使用循⧟使用2%的柠檬酸溶液通过pH值н低于4.0的反渗䘿膜元件实⧠去

除1Ǆ 

注意: 确保任何清洁液体的pH值都н低于2ǃ否则，就会出⧠ሩ反渗䘿膜元件的损坏Ǆ尤其是在高温
лǄpH值的最大ᓄ䈕小于12.为了提升pH值，可以使用氢氧化䫐Ǆ用于降低则使用硫酸或ⴀ酸Ǆ 

2.2. 硫酸钙沉淀物. 

从反渗䘿膜原件去除硫酸钙沉积物的最好方法—使用溶液2˄见表1˅. 
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2.3. 金属氧化物的析出物. 

氢氧化物的沉淀物˄例如氢氧化铁˅通常通过去除碳酸钙沉淀的方法Ǆ. 

2.4. 沉淀的二氧化硅. 

二氧化硅的沉积物和金属氢氧化物或ᴹ机物无关，只能借ࣙ特↺方法去除Ǆᴹ关清洁说明，

请联系«РМ Nаnотех»公ਨ的ᢰ术支持中心Ǆ 

2.5. ᴹ机沉淀物. 

ᴹ机沉淀物˄例如微生物哿菌˅的去除最好通过使用溶液3来实⧠Ǆ为了抑制䈕物质进一↕

的滋长，ᓄ当使用由«РМ Nаnотех»公ਨ认可的杀生物剂液体来清洁膜元件Ǆ䘉需要长期ᴹ效地作

用：杀生物剂最ᴹ效的作用方法是串联块状的Ǆ反渗䘿装置被设计为存储状态超过й天Ǆ䈖情请咨

询«РМ Nаnотех»公ਨ的ᢰ术支持中心Ǆ 
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表 1.反渗䘿膜原件被污染的迹象. 

污染物 一般特征 消除污染的措施 

1. 钙类沉积物 (碳酸ⴀ和磷酸ⴀ，

通常在浓缩系统ቮ部检测得到) 

ⴀ选择性显著л降，以及输入液体流和浓

缩之间ΔР的轻微增࣐，以㠣于整个系统性

能产生轻微л降 

使用溶液1进行化学清洁 

2. 水合氧化物 (铁, 镍, 铜等) 

ⴀ选择性的快䙏降低以及输入液体流和浓

缩之间ΔР的快䙏增࣐Ǆ以㠣于整个系统性

能快䙏л降 

使用溶液1进行化学清洁 

3. ᴹ机/无机物质混合胶质(铁, ᴹ

机物质 ) 

ⴀ选择性䙀渐降低，以及输入液体流和浓

缩液之间ΔР䙀渐增࣐Ǆ以㠣于整个系统性

能在几周内䙀渐降低 

使用溶液2进行化学清洁Ǆ在

污染严䟽的程度л使用溶液
4 

4.二氧化硅 (硅-ᴹ机) 

ⴀ选择性䙀渐降低，以及输入液体流和浓

缩液之间ΔР䙀渐增࣐Ǆ以㠣于整个系统性

能在几周内䙀渐降低 

使用溶液5进行化学清洁 

5.硫酸钙˄通常在浓缩液最后一个

元件元发⧠˅ 

ⴀ选择性本质性降低，以及输入液体流和

浓缩液之间ΔР微弱增࣐Ǆ以㠣于整个系统

性能轻微降低 

使用溶液2进行化学清洁 

6. ᴹ机沉积物 

ⴀ选择性可能降低，以及输入液体流和浓

缩液之间ΔР䙀渐增࣐Ǆ以㠣于整个系统性

能䙀渐降低 

使用溶液2进行化学清洁Ǆ在

污染严䟽的程度л使用溶液

3,4或者5 

7. 细菌污染 

ⴀ选择性可能降低，以及输入液体流和浓

缩液之间ΔР显著增࣐Ǆ以㠣于整个系统性

能显著降低 

根据污染物混合的情况进行

任何溶液的化学清洁Ǆ在污

染严䟽的情况л使用溶液4

或者5 

  

注意: M 关任何关于消除污染物的问题，请向«РМ Nаnотех»公ਨ的ᢰ术支持中心ራ求帮ࣙǄ 
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3.清洁溶液. 

л述表 2列明了针ሩ反渗䘿膜元件进行化学清洁的溶液Ǆ可以根据ሩ污染物的化学分析采ਆ相ሩᓄ

适合的溶液Ǆሩ化学分析结果的䈖细分析将会指出最适合的清洁方式Ǆ在最适合于⧠ᴹ原水条件л

采用最ᴹ效的方法和溶液，保证了得出的结果以及采用方法的确认Ǆ 

表 2. 建议使用的清洁溶液清单. 

溶液 组成 浓度,% 校准 рН值 温度 а 

1 柠檬酸 2÷4 
借ࣙ硫酸或ⴀ酸将 pH 值调

整㠣 2        
35÷40°С 

2 

й聚磷酸䫐 

 

四䫐乙二胺四乙酸˄

Na4EDTA˅ 

2 
 
 
1 
 

 

借ࣙ硫酸或ⴀ酸将 pH 值调

整㠣 10,5÷11,0 (见表 3) 30÷35°С 

3 

й聚磷酸䫐 

 

十二烷基苯磺酸䫐 

2 
 
 

0,025 

借ࣙ硫酸或ⴀ酸将 pH 值调

整㠣 10 (见表 3) 30÷35°С 

4 

碱氢氧化䫐 

 

ᴸ桂基硫酸䫐 

0,1 
 

0,025 

借ࣙ碱或氢氧化铵˄ к部 ，˅

硫酸或ⴀ酸˄ᓅ部˅将 pH

值调整㠣 11÷11,5 (见表 3)  

35°С 最高 

5 碱氢氧化䫐 0,1 

借ࣙ碱或氢氧化铵˄ к部 ，˅

硫酸或ⴀ酸˄ᓅ部˅将 pH

值调整㠣 11÷11,5 (见表 3) 

35°С 最高 

 

在о«РМ Nаnотех»公ਨ协商一㠤后，也可采用除了к述以外的清洁剂作为特↺的化学清洁方案，

用以清洁复合膜元件Ǆ所ᴹ的解决方案䟼，最高温度都为 35~40°C˄参照表格˅，清洁周期为 60

分䫏˄溶液 1˅以及 30分䫏˄溶液 2-4˅ 

清洁溶液ᓄ䈕根据所需净化的水的数䟿选择指定的化学物质用䟿Ǆ混合时使用н含氯的脱ⴀ水˄渗

䘿物˅Ǆ在使用之前精确混合溶液ǄpH 值测䟿计ᓄ䈕定期校准Ǆ各溶液的化学清洗进行时间从 30

分䫏㠣 2小时н等,参照表 3. 

表 3. 膜元件的清洁时间，温度以及 pH值范围 

膜元件型ਧ 
连续运行 清洁最大温度 

36 ÷ 45°С 35°С以л 36 ÷ 45°С 26 ÷ 35°С 25°С以л 

nanoRO KМ 3÷10 2÷10,5 2÷10,5 1÷11 1÷12 

nanoRO K 3÷10 2÷10,5 2÷10,5 1÷11 1÷12 

nanoRO KC 3÷9,5 2÷10 2÷10,5 1÷11 1÷12 

nanoRO KH 3÷9,5 2÷10 2÷10,5 1÷11 1÷12 

nanoRO KCH 3÷10 2÷10,5 2÷11 1÷11,5 1÷12,5 

清洁时间, 分䫏 н超过 30 30÷60 60÷120 

如ᴹ必要，超过 45°的连续运作或者进行化学清洁，请咨询«РМ Nаnотех»公ਨ的ᢰ术支持中心 



 5

 

4.  清洁和洗涤反渗䘿膜元件. 

᢯压外壳的反渗䘿膜原件的清洁从入口侧用低压和相ሩ较高的水流用溶液循⧟进行Ǆ䘉需要

膜元件的化学清洁系统Ǆ 

反渗䘿膜元件通用清洁方法如л: 

1.  通过在几分䫏内从化学溶液储存罐˄或其他同类来源˅所得的无氯净水来清洁压力外壳 

2. 将一批ᯠ的选定清洁溶液混进使用所得净水的化学容器，所用溶液的用䟿根据膜元件尺ረ

决定˄参照表 4˅Ǆ䘉个用䟿н必包括用来置换原水的管线和过滤器的体积Ǆ 

表 4. 清洁⇿个膜元件的溶液用䟿. 

膜元件尺ረ 溶液体积, L 

2540 3 

4040 10 

8040 40 

3. 清洁溶液的循⧟流ࣘ通过压力外壳在一小时或者所需时间段内的䙏度，ሩ于 8040 膜为

7-10м3/小时，4040膜为 2-2.5м3/小时. 

4.  在化学清洗过程中ᓄ当根据表格 2和 3来᧗制温度和调整所需的 pH值 

5.  在清洁完成时ᓄ䈕先洗净，沥干，再注入净水˄滤液˅洗净 

6. 通过在几分䫏内从化学溶液储存罐˄或其他同类来源˅所得的无氯净水来清洁膜元件. 

7. 反渗䘿系统清洁结束后，开启过滤和浓缩阀并开始启ࣘ，暂时䘈н会排出н含泡沫或清洁

剂↻基的净水˄通常持续 15到 30分䫏˅ 

注意. 在进行酸碱复合清洁时ᓄ先进行碱性清洁 

 
 
 
 
 
 
 

ᴹ关安装和产品维护的进一↕信息，请联系: 

 

ᢰ术支持中心 

 «РМ Нанотех» 公ਨ 

俄罗ᯟ 600031 弗拉迪米尔ᐲ 

德ᐳ罗谢丽ᯟ卡大街 224ਧ 

电话. +7 (4922) 474-001 

传真 +7 (4922) 474-001 

www.membranium.com 

 


